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(57)【要約】
【課題】水銀の除去性能が高く、運転費用を低く抑える
ことが可能な水銀除去システム及び水銀含有高温排ガス
の水銀除去方法を提供する。
【解決手段】ボイラ１１からの高温排ガス１２中に含ま
れるＮＯｘ、Ｈｇを除去する水銀除去システムであって
、ボイラ１１の煙道１３内に、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４を噴
霧するＮＨ4Ｃｌ供給部１５Ａと、高温排ガス１２中の
ＮＯｘをＮＨ3で還元すると共に、ＨＣｌ共存下でＨｇ
を酸化する脱硝触媒を有する還元脱硝装置１６と、還元
脱硝装置１６において酸化されたＨｇを石灰石膏スラリ
ー１９で除去する湿式脱硫装置２０とを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボイラからの高温排ガス中に含まれる窒素酸化物、水銀を除去する水銀除去システムで
あって、
　前記ボイラの煙道内に、気化した際に塩化水素とアンモニアとを生成する塩化アンモニ
ウム溶液を供給する噴射ノズルと、
　前記噴射ノズルに塩化アンモニウム溶液をフィードタンクから供給する塩化アンモニウ
ム供給管と、
　前記フィードタンクに供給する塩化アンモニウム溶液を、塩化アンモニウム粉体から溶
解する塩化アンモニウム溶解タンクと、
　前記塩化アンモニウム溶解タンク内の塩化アンモニウム溶液の濃度を計測する塩化アン
モニウム濃度計と、
　前記塩化アンモニウム供給管に設けられ、塩化アンモニウム溶液の流量を調整する流量
バルブと、
　前記塩化アンモニウム濃度計により測定された塩化アンモニウム溶液の濃度の値に基づ
いて、該塩化アンモニウム溶液の供給速度を算出する演算装置とを備える還元酸化助剤供
給部と、
　前記高温排ガス中の窒素酸化物をアンモニアで還元すると共に、塩化水素共存下で水銀
を酸化する脱硝触媒を有する還元脱硝装置と、
　該還元脱硝装置において酸化された水銀をアルカリ吸収液を用いて除去する湿式脱硫装
置とを有し、
　前記塩化アンモニウム濃度計により測定された塩化アンモニウム溶液の濃度の値に基づ
いて塩化アンモニウム溶液の供給速度を算出し、算出された塩化アンモニウム溶液の供給
速度を前記流量バルブに伝達し、該流量バルブの開閉具合を調整し、塩化アンモニウム溶
液供給管を流入する塩化アンモニウム溶液の流量を調整することを特徴とする水銀除去シ
ステム。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記塩化アンモニウム溶液の塩化アンモニウムの濃度に応じ、塩化アンモニウム粉末を
塩化アンモニウム溶解タンクに送給する供給量と、塩化アンモニウムを溶解する水の供給
量と、前記フィードタンクから塩化アンモニウム溶液供給管へ流入する塩化アンモニウム
溶液の流量と、を調整することを特徴とする水銀除去システム。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　前記塩化アンモニウム溶液の濃度が、４３ｗｔ％以下であることを特徴とする水銀除去
システム。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか一つにおいて、
　前記還元酸化助剤供給部が、
　前記塩化アンモニウム溶液を前記煙道内に供給する塩化アンモニウム溶液供給管と、
　前記煙道内に前記塩化アンモニウム溶液供給管を囲うように挿入され、内部に供給され
た空気を前記煙道内に噴射させる噴射孔を有する吹き込み管と、
　前記塩化アンモニウム溶液供給管の先端部に取り付けられ、前記塩化アンモニウム溶液
を噴射する噴射ノズルとを有し、
　前記塩化アンモニウム溶液を前記空気と同伴させて前記煙道内に噴霧させることを特徴
とする水銀除去システム。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記噴霧手段が、前記塩化アンモニウム溶液と、前記塩化アンモニウム溶液の噴霧用の
空気とを噴射させる二流体ノズルであることを特徴とする水銀除去システム。
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【請求項６】
　請求項１乃至３の何れか一つにおいて、
　前記還元酸化助剤供給部が、
　前記塩化アンモニウム溶液を前記煙道内に供給する塩化アンモニウム溶液供給管と、
　前記煙道内に前記塩化アンモニウム溶液供給管を囲うように挿入され、前記塩化アンモ
ニウム溶液の噴霧用の空気を前記煙道内に供給する空気供給管と、
　前記塩化アンモニウム溶液供給管及び前記空気供給管の先端部に取り付けられ、前記塩
化アンモニウム溶液及び前記空気を噴射する二流体ノズルとを有し、
　前記塩化アンモニウム溶液を前記空気と同伴させて前記煙道内に噴霧させることを特徴
とする水銀除去システム。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか一つにおいて、
　前記噴射ノズルから噴霧される塩化アンモニウム溶液の液滴径が、平均して１ｎｍ以上
１００μｍ以下であることを特徴とする水銀除去システム。
【請求項８】
　請求項１乃至７の何れか一つにおいて、
　前記高温排ガスの温度が、３２０℃以上４２０℃以下であることを特徴とする水銀除去
システム。
【請求項９】
　請求項１乃至８の何れか一つにおいて、
　前記還元脱硝装置の上流側と下流側に、前記高温排ガス中の窒素酸化物の濃度を測定す
る窒素酸化物濃度測定計を有することを特徴とする水銀除去システム。
【請求項１０】
　請求項１乃至９の何れか一つにおいて、
　前記還元酸化助剤供給部と前記還元脱硝装置との間に設けられ、前記煙道中にアンモニ
アを供給するアンモニア供給部を有することを特徴とする水銀除去システム。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０の何れか一つにおいて、
　前記還元酸化助剤供給部と前記還元脱硝装置との間に設けられ、前記煙道中に塩化水素
を供給する塩化水素供給部を有することを特徴とする水銀除去システム。
【請求項１２】
　ボイラからの高温排ガス中に含まれる窒素酸化物、水銀を除去する水銀除去方法であっ
て、
　前記ボイラの煙道内に、気化した際に塩化水素とアンモニアとを生成する塩化アンモニ
ウム溶液を供給する噴射工程と、
　前記噴射ノズルに塩化アンモニウム溶液をフィードタンクから供給する塩化アンモニウ
ム溶液供給工程と、
　前記フィードタンクに供給する塩化アンモニウム溶液を、塩化アンモニウム粉体から溶
解する塩化アンモニウム溶解工程と、
　前記塩化アンモニウム溶解工程の塩化アンモニウム溶液の濃度を計測する塩化アンモニ
ウム濃度計測工程と、
　前記塩化アンモニウム溶液の流量を調整する流量調整工程と、
　前記塩化アンモニウム濃度計測工程で測定された塩化アンモニウム溶液の濃度の値に基
づいて、該塩化アンモニウム溶液の供給速度を算出する演算工程とを備える還元酸化助剤
供給工程と、
　前記高温排ガス中の窒素酸化物をアンモニアで還元すると共に、塩化水素共存下で水銀
を酸化する脱硝触媒を有する還元脱硝処理工程と、
　該還元脱硝装置において酸化された水銀をアルカリ吸収液を用いて除去する湿式脱硫工
程とを有し、
　前記塩化アンモニウム濃度計測により測定された塩化アンモニウム溶液の濃度の値に基
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づいて塩化アンモニウム溶液の供給速度を算出し、算出された塩化アンモニウム溶液の供
給速度を前記流量バルブに伝達し、該流量バルブの開閉具合を調整し、塩化アンモニウム
溶液供給管を流入する塩化アンモニウム溶液の流量を調整することを特徴とする水銀含有
高温排ガスの水銀除去方法。
【請求項１３】
　請求項１２において、
　前記塩化アンモニウム溶液の塩化アンモニウムの濃度に応じ、塩化アンモニウム粉末を
塩化アンモニウム溶解タンクに送給する供給量と、塩化アンモニウムを溶解する水の供給
量と、前記フィードタンクから塩化アンモニウム溶液供給管へ流入する塩化アンモニウム
溶液の流量と、を調整することを特徴とする水銀含有高温排ガスの水銀除去方法。
【請求項１４】
　請求項１２又は１３において、
　前記還元酸化助剤供給工程が、前記塩化アンモニウム溶液を二流体ノズルを用いて噴霧
することを特徴とする水銀含有高温排ガスの水銀除去方法。
【請求項１５】
　請求項１２乃至１４の何れか一つにおいて、
　前記還元脱硝処理工程の前工程側と後工程側に、前記高温排ガス中の窒素酸化物の濃度
を測定する窒素酸化物濃度測定工程と、
　前記還元脱硝処理工程の後工程側に、前記高温排ガス中の水銀の濃度を測定する水銀濃
度測定工程とを含み、
　前記窒素酸化物濃度測定工程により得られた前記高温排ガス中の窒素酸化物の濃度と、
前記水銀濃度測定工程により得られた前記高温排ガス中の水銀の濃度との何れか一方又は
両方に基づいて、前記還元酸化助剤供給工程において供給する前記塩化アンモニウム溶液
の供給量を調整することを特徴とする水銀含有高温排ガスの水銀除去方法。
【請求項１６】
　請求項１２乃至１５の何れか一つにおいて、
　前記還元酸化助剤供給工程と前記還元脱硝処理工程との間に、前記煙道中にアンモニア
を供給するアンモニア供給工程、前記煙道中に塩化水素を供給する塩化水素供給工程の何
れか一方又は両方を含み、
　前記窒素酸化物濃度測定工程により得られた前記高温排ガス中の窒素酸化物の濃度と、
前記水銀濃度測定工程により得られた前記高温排ガス中の水銀の濃度との何れか一方又は
両方に基づいて、前記アンモニア供給工程、前記塩化水素供給工程の何れか一方又は両方
において供給するアンモニア、塩化水素の何れか一方又は両方の供給量を調整することを
特徴とする水銀含有高温排ガスの水銀除去方法。
【請求項１７】
　請求項１２乃至１５の何れか一つにおいて、
　前記ボイラで使用される石炭の石炭性状から前記高温排ガス中の窒素酸化物、水銀の各
々の含有量を求め、前記塩化アンモニウム溶液の供給量を決定することを特徴とする水銀
含有高温排ガスの水銀除去方法。
【請求項１８】
　請求項１６において、
　前記ボイラで使用される石炭の石炭性状から前記高温排ガス中の窒素酸化物、水銀の各
々の含有量を求め、前記塩化アンモニウム溶液、アンモニア、塩化水素の供給量を各々決
定することを特徴とする水銀含有高温排ガスの水銀除去方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ボイラなどから排出される高温排ガス中に含まれる水銀を除去する水銀除去
システム及び水銀含有高温排ガスの水銀除去方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　石炭焚き排ガスや重質油を燃焼した際に生じる高温排ガス中には、煤塵、硫黄酸化物（
ＳＯｘ）、窒素酸化物（ＮＯｘ）のほか、金属水銀（Ｈｇ0）が含まれることがある。近
年、ＮＯｘを還元する脱硝装置、および、アルカリ吸収液をＳＯｘ吸収剤とする湿式脱硫
装置と組み合わせて、この金属水銀を処理する方法や装置について様々な考案がなされて
きた。
【０００３】
　高温排ガス中の金属水銀を処理する方法として、煙道中、高温の脱硝装置の前流工程で
アンモニウム（ＮＨ3）を噴霧して還元脱硝すると共に、塩酸（ＨＣｌ）等の塩素化剤を
噴霧し、脱硝触媒上で水銀を酸化(塩素化)させ、水溶性の塩化水銀にした後、後流側に設
置した湿式の脱硫装置で水銀を除去するシステムが提案されている（例えば、特許文献１
参照。）。
【０００４】
　図１１に水銀除去システムを含む排ガス処理システムの概略図を示す。図１１に示すよ
うに、水銀除去システムを含む排ガス処理システム１００では、ボイラ１０１から排出さ
れた窒素酸化物、水銀を含有する高温排ガス１０２は、還元脱硝装置１０３に供給され、
窒素酸化物の還元を行なう。その後、高温排ガス１０２はエアヒータ１０４で熱交換によ
り空気と熱交換され、熱回収器１０５で熱回収された後、集塵装置１０６に供給される。
高温排ガス１０２は脱硫装置１０７で硫黄酸化物が除去された後、浄化ガス１０８として
排出され、再加熱器１０９で加熱された後、煙突１１０より排出される。
　また、還元脱硝装置１０３の前流にはＮＨ3注入箇所１１１があり、ＮＨ3タンク１１２
から供給されるＮＨ3によって窒素酸化物の還元を行う。
【０００５】
　また、煙道内の脱硫装置１０７の前流側に設置された塩酸濃度計測手段１１３により水
銀塩素化剤として用いられる塩酸（ＨＣｌ）の濃度を測定すると共に、脱硫装置１０７の
後流側に設置された水銀濃度計測手段１１４により水銀（Ｈｇ）の濃度を測定する。測定
された塩酸、水銀（Ｈｇ）の濃度計測値に基づいて、塩酸溶液タンク１１５より供給する
塩化水素（ＨＣｌ）水溶液１１６の初期濃度を演算部１１７により算出する。算出された
上記初期濃度に基づいて、制御手段１１８により塩酸溶液タンク１１５からＨＣｌ注入箇
所１１９より煙道内に供給される気化した塩酸（気化ＨＣｌ）の供給量を制御する。
【０００６】
　また、ＨＣｌ注入箇所１１９からＨＣｌを噴霧する方法として塩化水素（ＨＣｌ）気化
器を組み合わせ、水銀を除去する方法が提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【０００７】
　ＨＣｌ気化器を備えた水銀塩素化剤供給装置の概略図を図１２に示す。図１２に示すよ
うに、水銀塩素化剤供給装置１２０では、塩酸溶液タンク１１５に貯蔵された常温のＨＣ
ｌ水溶液１１５は、溶液供給ポンプ１２１を用いてＨＣｌ気化器１２２側に供給し、ＨＣ
ｌと水蒸気の混合ガス１２３となり、気液分離器１２４を経て希釈手段１２５から供給さ
れる希釈用加熱空気１２６を流通させた配管１２７内に供給し、所定濃度の塩化水素／水
／空気の混合ガス１２８に調整する。上記塩化水素／水／空気の混合ガス１２８の温度は
、通常、７０～８０℃である。この得られた塩化水素／水／空気の混合ガス１２８は、煙
道１３９内にＮＨ3噴霧用のものと同等の構成の分散器１３０を用いて塩酸注入箇所１１
９で分散させ、水銀を含有する高温排ガス１０２中に均一に噴霧する。
【０００８】
　更にＨＣｌを供給する方法として塩化アンモニウム（ＮＨ4Ｃｌ）固体の昇華装置を組
み合わせ、水銀を除去する方法も同様に提案されている（例えば、特許文献３参照。）。
【０００９】
　図１３にＮＨ4Ｃｌ固体を用いた排ガス処理装置の概略図を示す。図１３に示すように
、排ガス処理装置１４０では、アンモニア脱硝触媒を有する脱硝装置１４１の前流側の高
温の高温排ガス１４２が通過するボイラ設備の煙道１４３に設けられたエコノマイザ１４
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４の入口近傍のエコノマイザバイパス部１４４ａに、サイロ１４５内に貯留されている塩
化アンモニウム（ＮＨ4Ｃｌ）をフィーダ１４６、粉砕機１４７で粉体状として添加する
ことで、エコノマイザバイパス部１４４ａを通過する高温（５５０～６５０℃）の高温排
ガス１４２の高温雰囲気温度によりＮＨ4Ｃｌを昇華させ、塩化水素（ＨＣｌ）、アンモ
ニウム（ＮＨ3）をそれぞれ気化させ、煙道１４３内に供給し、エコノマイザ１４４にお
いて高温排ガス１４２に供給されたＨＣｌ及びＮＨ3を混合している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開平１０－２３０１３７号公報
【特許文献２】特開２００７－１６７７４３号公報
【特許文献３】特開２００８－２２１０８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、図１１に示す水銀除去システムを含む排ガス処理システム１００や図１
２に示す水銀除去システムの水銀塩素化剤供給装置では、ＨＣｌは危険物であるため、輸
送、取り扱いに手間及びコストがかかる、という問題がある。
【００１２】
　また、図１２に示す水銀除去システムの水銀塩素化剤供給装置のように、ＨＣｌ気化器
１２２を用いた場合には、熱源としてスチーム１３１等が必要となり、ＨＣｌ気化器１２
２など設備費用、メンテナンスコストがかかる、という問題がある。
【００１３】
　また、図１３に示す排ガス処理装置のように、ＮＨ4Ｃｌを用いた場合では、粒径を細
かくして分散させる必要があるため、ハンドリングが困難であり、噴霧量の制御が容易で
はない、という問題がある。
【００１４】
　本発明は、前記問題に鑑み、水銀の除去性能が高く、運転費用を低く抑えることが可能
な水銀除去システム及び水銀含有高温排ガスの水銀除去方法を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上述した課題を解決するための本発明の第１の発明は、ボイラからの高温排ガス中に含
まれる窒素酸化物、水銀を除去する水銀除去システムであって、前記ボイラの煙道内に、
気化した際に塩化水素とアンモニアとを生成する還元酸化助剤を液体状で噴霧する還元酸
化助剤供給部と、前記高温排ガス中の窒素酸化物をアンモニアで還元すると共に、塩化水
素共存下で水銀を酸化する脱硝触媒を有する還元脱硝装置と、該還元脱硝装置において酸
化された水銀をアルカリ吸収液を用いて除去する湿式脱硫装置とを有し、前記煙道内に液
体状で噴霧された前記還元酸化助剤を気化させ、塩化水素及びアンモニウムに分解してな
ることを特徴とする水銀除去システムにある。
【００１６】
　第２の発明は、第１の発明において、前記還元酸化助剤が、塩化アンモニウムであるこ
とを特徴とする水銀除去システムにある。
【００１７】
　第３の発明は、第１又は２の発明において、前記還元酸化助剤の濃度が、４３ｗｔ％以
下であることを特徴とする水銀除去システムにある。
【００１８】
　第４の発明は、第１乃至３の何れか一つの発明において、前記還元酸化助剤供給部が、
前記還元酸化助剤を液体状で前記煙道内に供給する還元酸化助剤供給管と、前記煙道内に
前記還元酸化助剤供給管を囲うように挿入され、内部に供給された空気を前記煙道内に噴
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射させる噴射孔を有する吹き込み管と、前記還元酸化助剤供給管の先端部に取り付けられ
、前記還元酸化助剤を噴射する噴射ノズルとを有し、前記還元酸化助剤を前記空気と同伴
させて前記煙道内に噴霧させることを特徴とする水銀除去システムにある。
【００１９】
　第５の発明は、第４の発明において、前記噴霧手段が、前記還元酸化助剤と、前記還元
酸化助剤の噴霧用の空気とを噴射させる二流体ノズルであることを特徴とする水銀除去シ
ステムにある。
【００２０】
　第６の発明は、第１乃至３の何れか一つの発明において、前記還元酸化助剤供給部が、
前記還元酸化助剤を液体状で前記煙道内に供給する還元酸化助剤供給管と、前記煙道内に
前記還元酸化助剤供給管を囲いように挿入され、前記還元酸化助剤の噴霧用の空気を前記
煙道内に供給する空気供給管と、前記還元酸化助剤供給管及び前記空気供給管の先端部に
取り付けられ、前記還元酸化助剤及び前記空気を噴射する二流体ノズルとを有し、前記還
元酸化助剤を前記空気と同伴させて前記煙道内に噴霧させることを特徴とする水銀除去シ
ステムにある。
【００２１】
　第７の発明は、第１乃至６の何れか一つの発明において、前記還元酸化助剤供給部より
噴霧される還元酸化助剤の液滴径が、平均して１ｎｍ以上１００μｍ以下であることを特
徴とする水銀除去システムにある。
【００２２】
　第８の発明は、第１乃至７の何れか一つの発明において、前記高温排ガスの温度が、３
２０℃以上４２０℃以下であることを特徴とする水銀除去システムにある。
【００２３】
　第９の発明は、第１乃至８の何れか一つの発明において、前記還元脱硝装置の上流側と
下流側に、前記高温排ガス中の窒素酸化物の濃度を測定する窒素酸化物濃度測定計を有す
ることを特徴とする水銀除去システムにある。
【００２４】
　第１０の発明は、第１乃至９の何れか一つの発明において、前記還元酸化助剤供給部と
前記還元脱硝装置との間に設けられ、前記煙道中にアンモニアを供給するアンモニア供給
部を有することを特徴とする水銀除去システムにある。
【００２５】
　第１１の発明は、第１乃至１０の何れか一つの発明において、前記還元酸化助剤供給部
と前記還元脱硝装置との間に設けられ、前記煙道中に塩化水素を供給する塩化水素供給部
を有することを特徴とする水銀除去システムにある。
【００２６】
　第１２の発明は、ボイラからの高温排ガス中に含まれる窒素酸化物、水銀を除去する水
銀含有高温排ガスの水銀除去方法であって、前記ボイラの煙道内に気化した際に塩化水素
とアンモニアとを生成する還元酸化助剤を液体状で噴霧する還元酸化助剤供給工程と、脱
硝触媒で前記高温排ガス中の窒素酸化物をアンモニアで還元すると共に、塩化水素共存下
で水銀を酸化する還元脱硝処理工程と、該還元脱硝処理工程において酸化された水銀をア
ルカリ吸収液を用いて除去する湿式脱硫工程とを有し、前記煙道内に液体状で噴霧した前
記還元酸化助剤を気化し、塩化水素及びアンモニウムに分解することを特徴とする水銀含
有高温排ガスの水銀除去方法にある。
【００２７】
　第１３の発明は、第１２の発明において、前記還元酸化助剤が、塩化アンモニウムであ
ることを特徴とする水銀含有高温排ガスの水銀除去方法にある。
【００２８】
　第１４の発明は、第１２又は１３の発明において、前記還元酸化助剤供給工程が、前記
還元酸化助剤を二流体ノズルを用いて噴霧することを特徴とする水銀含有高温排ガスの水
銀除去方法にある。
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【００２９】
　第１５の発明は、第１２乃至１４の何れか一つの発明において、前記還元脱硝処理工程
の前工程側と後工程側に、前記高温排ガス中の窒素酸化物の濃度を測定する窒素酸化物濃
度測定工程と、前記還元脱硝処理工程の後工程側に、前記高温排ガス中の水銀の濃度を測
定する水銀濃度測定工程とを含み、前記窒素酸化物濃度測定工程により得られた前記高温
排ガス中の窒素酸化物の濃度と、前記水銀濃度測定工程により得られた前記高温排ガス中
の水銀の濃度との何れか一方又は両方に基づいて、前記還元酸化助剤供給工程において供
給する前記還元酸化助剤の供給量を調整することを特徴とする水銀含有高温排ガスの水銀
除去方法にある。
【００３０】
　第１６の発明は、第１２乃至１５の何れか一つの発明において、前記還元酸化助剤供給
工程と前記還元脱硝処理工程との間に、前記煙道中にアンモニアを供給するアンモニア供
給工程、前記煙道中に塩化水素を供給する塩化水素供給工程の何れか一方又は両方を含み
、前記窒素酸化物濃度測定工程により得られた前記高温排ガス中の窒素酸化物の濃度と、
前記水銀濃度測定工程により得られた前記高温排ガス中の水銀の濃度との何れか一方又は
両方に基づいて、前記アンモニア供給工程、前記塩化水素供給工程の何れか一方又は両方
において供給するアンモニア、塩化水素の何れか一方又は両方の供給量を調整することを
特徴とする水銀含有高温排ガスの水銀除去方法にある。
【００３１】
　第１７の発明は、第１２乃至１５の何れか一つの発明において、前記ボイラで使用され
る石炭の石炭性状から前記高温排ガス中の窒素酸化物、水銀の各々の含有量を求め、前記
還元酸化助剤の供給量を決定することを特徴とする水銀含有高温排ガスの水銀除去方法に
ある。
【００３２】
　第１８の発明は、第１６の発明において、前記ボイラで使用される石炭の石炭性状から
前記高温排ガス中の窒素酸化物、水銀の各々の含有量を求め、前記還元酸化助剤、アンモ
ニア、塩化水素の供給量を各々決定することを特徴とする水銀含有高温排ガスの水銀除去
方法にある。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明によれば、煙道中の還元脱硝装置の上流側に還元酸化助剤を液体状で噴霧し、噴
霧した非ガス状還元酸化助剤を気化させ、塩化水素及びアンモニウムに分解することで、
高温排ガス中の水銀を酸化し、ＮＯｘを還元することができるため、湿式脱硫装置での水
銀の除去性能を維持しつつ、運転費用を低く抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】図１は、本発明の実施例１に係る水銀除去システムを示す概略図である。
【図２】図２は、ＮＨ4Ｃｌの温度と水への飽和溶解温度との関係を示す図である。
【図３】図３は、ＮＨ4Ｃｌ溶液供給管及び空気供給管が挿入される煙道近傍を示す図で
ある。
【図４】図４は、図３の部分拡大断面図である。
【図５】図５は、通常の噴射ノズルを用いた吹込み管の部分拡大断面図である。
【図６】図６は、二流体ノズルを用いたＮＨ4Ｃｌ溶液の他の噴霧方法を示す図である。
【図７】図７は、実施例１に係る水銀除去システムの他の構成を示す図である。
【図８】図８は、実施例１に係る水銀除去システムの他の構成を示す図である。
【図９】図９は、本発明の実施例２に係る水銀除去システムを示す概略図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施例３に係る水銀除去システムを示す概略図である。
【図１１】図１１は、ＨＣｌ気化器を備えた水銀塩素化剤供給装置の概略図である。
【図１２】図１２は、水銀除去システムにおける水銀塩素化剤供給装置の概略図を示す図
である。
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【図１３】図１３は、ＮＨ4Ｃｌ固体を用いた排ガス処理装置の概略図を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、この発明につき図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、この実施例によりこの
発明が限定されるものではない。また、下記実施例における構成要素には、当業者が容易
に想定できるもの、あるいは実質的に同一のものが含まれる。
【実施例１】
【００３６】
　本発明による実施例１に係る水銀除去システムについて、図面を参照して説明する。
　図１は、本発明の実施例１に係る水銀除去システムを示す概略図である。
　図１に示すように、本実施例に係る水銀除去システム１０Ａは、ボイラ１１からの高温
排ガス１２中に含まれる窒素酸化物（ＮＯｘ）、水銀（Ｈｇ）を除去する水銀除去システ
ムであって、ボイラ１１の下流の煙道１３内に、還元酸化助剤として塩化アンモニウム（
ＮＨ4Ｃｌ）を含む塩化アンモニウム（ＮＨ4Ｃｌ）溶液１４を液体状で噴霧する塩化アン
モニウム（ＮＨ4Ｃｌ）供給部１５Ａと、高温排ガス１２中のＮＯｘをアンモニア（ＮＨ3

）で還元すると共に、塩化水素（ＨＣｌ）共存下でＨｇを酸化する脱硝触媒を有する還元
脱硝装置１６と、脱硝された高温排ガス１２を熱交換するエアヒータ（ＡＰＨ）１７と、
脱硝された高温排ガス１２中の煤塵を除去する集塵器１８と、還元脱硝装置１６において
酸化されたＨｇをアルカリ吸収液として石灰石膏スラリー１９を用いて除去する湿式脱硫
装置２０とを有するものである。
　なお、本実施例に係る水銀除去システム１０においては、還元酸化助剤としてＮＨ4Ｃ
ｌを用いているが、本発明はこれに限定されるものではなく、還元酸化助剤は気化した際
に塩化水素（ＨＣｌ）とアンモニア（ＮＨ3）とを生成するものであれば用いることがで
きる。
　また、本発明においては、還元酸化助剤とは、塩化水素（ＨＣｌ）共存下で水銀（Ｈｇ
）を酸化して塩素化するのに用いられる酸化助剤と、アンモニア（ＮＨ3）を還元する還
元剤として機能するものをいう。
【００３７】
＜ＮＨ4Ｃｌ溶液の調整＞
　まず、所定濃度のＮＨ4Ｃｌ溶液１４を調整する。搬送された塩化アンモニウム（ＮＨ4

Ｃｌ）粉末２１を一時的に貯留するサイロ２２に供給する。サイロ２２内のＮＨ4Ｃｌ粉
末２１にブロワ２３より空気２４を供給し、ＮＨ4Ｃｌ粉末２１がサイロ２２内で乾燥、
固着するのを防止する。サイロ２２内のＮＨ4Ｃｌ粉末２１は、フィーダ２５でサイロ２
２から所定量ごとＮＨ4Ｃｌ粉末送給通路２６に供給し、ＮＨ4Ｃｌ溶解タンク２７に送給
する。また、水供給タンク２８より水２９をＮＨ4Ｃｌ溶解タンク２７に送給する。ＮＨ4

Ｃｌ溶解タンク２７には攪拌器３０－１が設けられ、ＮＨ4Ｃｌ溶解タンク２７に供給さ
れたＮＨ4Ｃｌ粉末２１は水２９に溶解され、所定濃度のＮＨ4Ｃｌ溶液１４を生成し、攪
拌器３０－１によりＮＨ4Ｃｌ溶液１４の濃度を均一にする。また、水供給タンク２８よ
り供給される水２９の供給量はバルブＶ１により調整される。
【００３８】
　ＮＨ4Ｃｌ溶液１４の濃度は、０ｗｔ％よりも大きく４３ｗｔ％以下が好ましく、１０
ｗｔ％以上２３ｗｔ％以下がより好ましく、１８ｗｔ％以上２３ｗｔ％以下が更に好まし
く、２０ｗｔ％前後が最も好ましい。これは、ＮＨ4Ｃｌ粉末２１が少なくとも水２９に
常温（例えば、２０℃前後）で溶解している必要があり、ＮＨ4Ｃｌの水への飽和溶解濃
度以下であることが必要である。
【００３９】
　図２は、ＮＨ4Ｃｌの温度と水への飽和溶解温度との関係を示す図である。図２に示す
ように、溶液の温度が０℃前後の時、ＮＨ4Ｃｌ粉末２１が水２９に溶解できる飽和濃度
は、２３ｗｔ％程度であり、１００℃前後の時、ＮＨ4Ｃｌ粉末２１が水２９に溶解でき
る飽和濃度は、４３ｗｔ％程度である。そのため、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４の濃度は、０ｗｔ
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％よりも大きく４３ｗｔ％以下とする必要である。
【００４０】
＜ＮＨ4Ｃｌ溶液の濃度の制御＞
　また、ＮＨ4Ｃｌ溶解タンク２７中のＮＨ4Ｃｌ溶液１４は、塩化アンモニウム（ＮＨ4

Ｃｌ）濃度計３１により測定し、測定されたＮＨ4Ｃｌ溶液１４の濃度の値は演算装置３
２に伝達される。演算装置３２は、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４の濃度に基づいてＮＨ4Ｃｌ粉末２
１、水２９の各々供給量を決定する。演算装置３２は、フィーダ２５、バルブＶ１に各々
制御信号を伝達し、ＮＨ4Ｃｌ粉末２１、水２９の各々の供給量を調整する。ＮＨ4Ｃｌ溶
解タンク２７中のＮＨ4Ｃｌ溶液１４の濃度を上記のように０ｗｔ％よりも大きく４３ｗ
ｔ％以下の範囲となるように調整する。
【００４１】
　また、本実施例に係る水銀除去システム１０Ａにおいては、ＮＨ4Ｃｌ供給部１５Ａは
、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４を液体状で煙道１３内に供給するＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３と、煙道
１３内にＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３を囲いように挿入され、内部に供給された空気３４を
煙道１３内に噴射させる噴射孔３５（図４参照）を有する吹き込み管３６（図３、４参照
）と、ＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３の先端部に取り付けられ、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４を噴射する
二流体ノズル３７とを有している。また、ＮＨ4Ｃｌ供給部１５Ａは、二流体ノズル３７
に連結し、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４を圧縮して噴霧させる空気３８を供給する空気供給管３９
Ａと、吹込み管３６と連結し（図３参照）、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４を圧縮して噴霧させる空
気３４を吹込み管３６内に供給する空気供給管４０と、を有する。尚、図１では、空気供
給管４０が煙道１３内に挿入されているが、実際には吹込み管３６に連結されている（図
３参照）。
【００４２】
　また、図３は、ＮＨ4Ｃｌ溶液供給管及び空気供給管が挿入される煙道近傍を示す図で
あり、図４は、図３の部分拡大断面図である。図３に示すように、吹込み管３６は、煙道
１３内にＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３及び空気供給管３９Ａを囲いように挿入されている。
また、図４に示すように、ＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３は、吹込み管３６内で空気供給管３
９Ａと隣接するように設けられている。また、二流体ノズル３７は、吹込み管３６の壁面
の噴射孔３５内に設けられ、ＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３及び空気供給管３９Ａと連結して
いる。二流体ノズル３７から噴射されるＮＨ4Ｃｌ溶液１４は空気３８により噴霧され、
ＮＨ4Ｃｌ溶液１４を噴射孔３５から噴射される空気３４と同伴させて更に煙道１３内に
噴霧させている。
【００４３】
　ＮＨ4Ｃｌ溶解タンク２７中のＮＨ4Ｃｌ溶液１４は、ＮＨ4Ｃｌ溶解フィードタンク４
１に送給され、ＮＨ4Ｃｌ溶解タンク２７内のＮＨ4Ｃｌ溶液を一度貯留する。また、ＮＨ

4Ｃｌ溶解タンク２７内に設けている攪拌器３０－２でＮＨ4Ｃｌ溶解タンク２７内のＮＨ

4Ｃｌ溶液のＮＨ4Ｃｌ濃度を均一に保つようにする。その後、ＮＨ4Ｃｌ溶解フィードタ
ンク４１内のＮＨ4Ｃｌ溶液１４はフィードポンプ４２によりＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３を
介して二流体ノズル３７に送給される。また、ＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３内のＮＨ4Ｃｌ溶
液１４の流量は流量計４３－１により測定され、バルブＶ２によりＮＨ4Ｃｌ溶液１４の
供給量を調整する。なお、ＮＨ4Ｃｌ溶解フィードタンク４１は必須ではなく、設けなく
てもよい。
【００４４】
　空気３８は、空気供給部４６から空気供給管３９Ａを介して二流体ノズル３７に送給さ
れ、二流体ノズル３７からＮＨ4Ｃｌ溶液１４を噴霧する際の圧縮用の空気として用いら
れる。これにより、二流体ノズル３７から噴射されるＮＨ4Ｃｌ溶液１４を微細な液滴と
して噴霧することができる。また、図１に示すように、空気供給管３９Ａから供給される
空気３８の流量は流量計４３－２により測定され、バルブＶ３により調整される。空気供
給管３９Ａから供給される空気３８の流量により、二流体ノズル３７から噴霧されるＮＨ

4Ｃｌ溶液１４の液滴の大きさを調整することができる。
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【００４５】
　また、二流体ノズル３７から噴射される空気３８の流量は、例えば気水比１００以上１
００００以下（体積比）とするのが好ましい。これは、二流体ノズル３７から噴射される
ＮＨ4Ｃｌ溶液１４を微細な液滴として煙道１３内に噴霧させるようにするためである。
【００４６】
　空気３４は、空気供給部４６から空気供給管４０を介して吹込み管３６に送給され、二
流体ノズル３７から噴霧されるＮＨ4Ｃｌ溶液１４の液滴を分散させるための圧縮用の空
気として用いられる。また、図１に示すように、空気供給部４６から供給される空気３４
の流量は流量計４３－３により測定され、バルブＶ４により調整される。図４に示すよう
に、空気３４は吹込み管３６の噴射孔３５と二流体ノズル３７との隙間４４から噴射され
る。このため、隙間４４から空気３４を噴射することで、二流体ノズル３７から噴霧され
るＮＨ4Ｃｌ溶液１４の液滴を更に煙道１３内に分散させることができる。
【００４７】
　また、噴射孔３５から噴射される空気３４は、二流体ノズル３７から噴射されるＮＨ4

Ｃｌ溶液１４が吹込み管３６に付着するのを防ぐためと、吹込み管３６内の温度上昇を抑
制しＮＨ4Ｃｌ溶液１４の沸騰及び塩化アンモニウム粒子の析出を防ぐために用いられる
。
【００４８】
　また、空気３４は、吹込み管３６とＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３との間を流れるため、Ｎ
Ｈ4Ｃｌ溶液１４の冷却用の空気として働き、煙道１３内の高温排ガス１２の熱が吹込み
管３６の外側からＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３内に伝達されるのを防ぐことができる。この
ため、吹込み管３６内の温度上昇を防止し、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４が加熱されるのを防ぐこ
とで、吹込み管３６内でＮＨ4Ｃｌ溶液１４が沸騰するのを防止することができ、ＮＨ4Ｃ
ｌ溶液１４が噴射される直前まで液体状態を維持することができる。また、二流体ノズル
３７の腐食も防止することができる。
【００４９】
　また、吹込み管３６内の温度上昇を防止できるため、ＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３、空気
供給管３９Ａを構成する材料として金属材料を用いることができる。ＮＨ4Ｃｌ溶液供給
管３３、空気供給管３９Ａを構成する材料として、例えば、ＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３に
は耐食金属例えばハステロイＣなどのニッケル基耐熱・耐食合金、樹脂ライニング鋼管（
低温度部）を例示できる。空気供給管３９Ａには炭素鋼、ステンレス等を例示することが
できる。なお、ＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３、空気供給管３９Ａを構成する材料として特に
金属材料に限定されるものではない。
【００５０】
　また、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４は、ＮＨ4Ｃｌ溶解フィードタンク４１から常温で煙道１３内
に供給することができるため、ＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３、吹込み管３６を構成する材料
に安価な樹脂類あるいは樹脂ライニング配管を使用することもできる。
【００５１】
　また、本実施例に係る水銀除去システム１０Ａにおいては、二流体ノズル３７は、例え
ば数～数十本以下のノズルを煙道１３に設けるようにしている。従来より、通常用いられ
ているＮＨ3グリッドは煙道１３に例えば数百～数千本設けられていた。これに対し、二
流体ノズル３７は煙道１３に数～数十本以下しか設けておらず、またフランジ部５１、５
３にて固定しているため、ノズルの交換が容易な構造となっている。尚、図３では、二流
体ノズル３７はでは２つ設けられているが、本発明はこれに限定されるものでなく、煙道
１３内での設置面積に応じて適宜複数設けるようにしてもよい。
【００５２】
　また、図３に示すように、吹込み管３６は、煙道１３の外側であって、吹込み管３６の
外周にフランジ部５１を設け、フランジ部５１は煙道１３の開口部５２の端部５２ａに設
けられたフランジ部５３と対応するように形成されている。吹込み管３６のフランジ部５
１が煙道１３に設けられているフランジ部５３と連結されることで、吹込み管３６を煙道
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１３に取り付けられる。吹込み管３６のフランジ部５１と煙道１３のフランジ部５３とは
、例えばフランジ部５１、フランジ部５３の外周に複数の孔を設け、ボルトで固定するよ
うにしてもよい。フランジ部５１とフランジ部５３とを着脱自在とすることで、吹込み管
３６を煙道１３に容易に挿脱することができるため、吹込み管３６、煙道１３内部のメン
テナンスを容易に行うことができる。
【００５３】
　また、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４の噴霧用に二流体ノズル３７を用いているが、本発明はこれ
に限定されるものではなく、通常の液体噴霧用の噴射ノズルを用いてもよい。
　図５は、通常の噴射ノズルを用いた吹込み管の部分拡大断面図である。図５に示すよう
に、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４の液滴径を特に調整する必要がない場合には、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４
を噴射ノズル５４から噴射させ、噴射孔４７から噴射される空気４５と同伴して煙道１３
内に噴霧させるようにしてもよい。
【００５４】
　また、ＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３、空気供給管３９Ａは吹込み管３６内に設け、ＮＨ4Ｃ
ｌ溶液１４を二流体ノズル３７から煙道１３内に噴霧するようにしているが、本発明はこ
れに限定されるものではない。ＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３内のＮＨ4Ｃｌ溶液１４が加熱さ
れるのを防ぐことができれば、吹込み管３６を用いずにＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３、空気
供給管３９Ａを二流体ノズル３７と連結させ、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４を煙道１３内に噴霧す
るようにしてもよい。
【００５５】
　二流体ノズルを用いたＮＨ4Ｃｌ溶液の他の噴霧方法を図６に示す。図６に示すように
、ＮＨ4Ｃｌ供給部１５Ｂは、ＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３を内管とし、空気供給管３９Ｂを
外管とした二重管構造とし、ＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３及び空気供給管３９Ｂを二流体ノ
ズル３７と連結させるようにする。
　即ち、図６に示すように、ＮＨ4Ｃｌ供給部１５Ｂは、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４を煙道１３内
に供給するＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３と、煙道１３内にＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３を囲いよ
うに挿入され、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４の噴霧用の空気３８を煙道１３内に供給する空気供給
管５５と、ＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３及び空気供給管３９Ｂの先端部に取り付けられ、Ｎ
Ｈ4Ｃｌ溶液１４及び空気３８を噴射する二流体ノズル３７とを有している。空気供給管
３９ＢによりＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３を囲うようにすることで、空気供給管３９Ｂ内に
供給される空気３８によりＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３内のＮＨ4Ｃｌ溶液１４が煙道１３内
の高温排ガス１２により加熱されるのを防ぐことができると共に、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４を
空気３８と同伴させて煙道１３内に噴霧させることができる。また、ＮＨ4Ｃｌ供給部１
５Ｂは、図３～図５に示すような吹込み管３６を設けていないため、煙道１３内にＮＨ4

Ｃｌ溶液供給管３３、空気供給管３９Ｂ及び二流体ノズル３７の取り付けを簡略化するこ
とができる。更に、吹込み管３６がないため、ＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３、空気供給管３
９Ｂ及び二流体ノズル３７の交換を容易に行なうことができる。
【００５６】
　また、空気３８は空気供給部４５から供給され、空気３４は空気供給部４６から供給さ
れ、各々別々の供給源から空気を供給するようにしているが、本発明はこれに限定される
ものではなく、同一の供給源から空気を供給するようにしてもよい。即ち、空気３４は空
気供給部４５から供給される空気を用いてもよい。また、空気３８は空気供給部４６から
供給される空気を用いてもよい。
【００５７】
　また、煙道１３内の高温排ガス１２の温度は、例えば３２０℃以上４２０℃以下であり
、高温である。ＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３は、吹込み管３６内に設けられ、空気３４がＮ
Ｈ4Ｃｌ溶液１４の冷却用として用いられている。このため、二流体ノズル３７より噴射
される直前までＮＨ4Ｃｌ溶液１４は液体状態を維持し、二流体ノズル３７からＮＨ4Ｃｌ
溶液１４を液滴状で噴霧することで、高温排ガス１２の高温雰囲気温度により噴霧したＮ
Ｈ4Ｃｌ溶液１４の液滴を気化させることができる。
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【００５８】
　即ち、噴霧されたＮＨ4Ｃｌ溶液１４の液滴は、高温排ガス１２の高温雰囲気温度によ
り蒸発することで微細なＮＨ4Ｃｌの固体粒子を一時生成し、下記式（１）のように、Ｈ
ＣｌとＮＨ3とに分解し、昇華する。よって、二流体ノズル３７から噴霧されたＮＨ4Ｃｌ
溶液１４の液滴から、ＨＣｌ、ＮＨ3を生じ、煙道１３内に供給することができる。
ＮＨ4Ｃｌ　→　ＮＨ3＋ＨＣｌ・・・（１）
【００５９】
　また、煙道１３内の高温排ガス１２の温度は、ボイラ１１の燃焼条件にもよるが、例え
ば３２０℃以上４２０℃以下が好ましく、３２０℃以上３８０℃以下がより好ましく、３
５０℃以上３８０℃以下が更に好ましい。これは脱硝触媒上でＮＯｘの脱硝反応と、Ｈｇ
の酸化反応を同時に生じさせることができるためである。
【００６０】
　また、煙道１３内の高温排ガス１２のＮＨ3濃度、ＨＣｌ濃度は、高温排ガス１２のＮ
Ｏｘ濃度に対し、高温排ガス１２のＮＯｘのモル数に対するＮＨ3のモル数の比（ＮＨ3／
ＮＯｘモル比）が、要求脱硝性能に応じて１以下の値となるように設定する。
【００６１】
　高温排ガス１２のＮＯｘ濃度にもよるが、ＮＨ3濃度、ＨＣｌ濃度が、数十～数百ｐｐ
ｍ、好ましくは数十～２００ｐｐｍとなるようにＮＨ4Ｃｌ溶液１４を噴霧するようにす
ればよい。これは、ＮＨ3とＮＯｘとはモル比１対１で反応するため、ＮＨ3が過剰に供給
されると、反応後にＮＨ3の余剰分が残存する。このＮＨ3から高温排ガス１２中の成分か
ら酸性の硫酸塩を生じ、煙道１３内やエアヒータ１７、集塵機１８等の腐食による破損や
灰の付着に伴う閉塞を生じたり、破損した煙道１３から高温排ガス１２が漏洩するのを防
止するためである。
　なお、高温排ガス１２のＨｇ濃度は０．１μｇ／ｍ3Ｎ以上数十μｇ／ｍ3Ｎ以下と、高
温排ガス１２中のＨＣｌ濃度に対してモル比で１／１０００以下とするのが好ましい。
【００６２】
　また、二流体ノズル３７の孔径は、０．０１ｍｍ以上１０ｍｍ以下とするのが好ましく
、０．１ｍｍ以上５ｍｍ以下とするのがより好ましい。
【００６３】
　また、二流体ノズル３７から噴霧されるＮＨ4Ｃｌ溶液１４の液滴径は、平均して１ｎ
ｍ１００μｍ以下の微細な液滴とするのが好ましい。平均して１ｎｍ１００μｍ以下の微
細な液滴を生成することで、噴霧されたＮＨ4Ｃｌ溶液１４の液滴から生じるＮＨ4Ｃｌの
固体粒子を高温排ガス１２中に短い滞留時間でＮＨ3、ＨＣｌに分解し、昇華させること
ができる。これにより、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４を予め加熱しておく必要がないため、煙道１
３、二流体ノズル３７の低級化、腐食を防止することができる。
【００６４】
　よって、本実施例に係る水銀除去システム１０Ａによれば、二流体ノズル３７より液体
状態のＮＨ4Ｃｌ溶液１４を噴霧することで、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４を高温排ガス１２の高温
雰囲気温度によりＨＣｌ、ＮＨ3とに分解し、煙道１３内に供給することができる。この
ため、図１２に示すような従来の水銀除去システムにおける水銀塩素化剤供給装置の塩化
水素気化器１２２、噴霧グリッド、塩酸溶液タンク１１６等を省略することができる。
【００６５】
　また、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４の調整時に用いるＮＨ4Ｃｌ粉末２１は中性塩であるため、取
り扱いも容易であり、肥料に用いられるように安価で容易に入手することができる。また
、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４からＮＨ3を生成することができるため、ＮＨ3の使用量を減らすこ
とができる。また、ＨＣｌは危険物であるため、輸送費用、法規上の許認可費用、安全管
理対策にかかる設備費用など取り扱いに費用がかかるが、ＮＨ4Ｃｌ粉末２１は取り扱い
に要する費用を大幅に低減することができる。
【００６６】
　また、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４は水に溶解し、全てＮＨ3とＨＣｌとに気化するため、ＮＨ4
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Ｃｌの固体粒子が残ることはなく、煙道１３や後流側に設けた脱硝触媒へのＮＨ4Ｃｌの
固体粒子の堆積、脱硝触媒の劣化を防止することができる。
【００６７】
　また、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４は高温排ガス１２を熱源として用い、ＮＨ3とＨＣｌとに気化
させているため、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４を気化させるためにスチームなどのような新たな熱
源となる昇華設備の設置を省略することができると共に、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４が高温排ガ
ス１２中で気化させるために必要な滞留時間を短くすることができる。
【００６８】
　また、二流体ノズル３７よりＮＨ4Ｃｌ溶液１４を噴霧する流量は、高温排ガス量が例
えば１，５００，０００ｍ3Ｎ／ｈであるのに対し、数ｔ／ｈとわずかであるため、高温
排ガス１２のガス温度の低下を例えば数℃以下とほとんどなくすることができる。そのた
め、高温排ガス１２中のＳＯ3が凝縮するのを防ぐと共に、高温排ガス１２中の灰が煙道
１３等に堆積し、付着するのを防止することができる。
【００６９】
　また、図１３に示す従来の高温排ガス処理装置のように、ＮＨ4Ｃｌの固体を粉砕して
噴霧するのに比べ、本実施例に係る水銀除去システム１０Ａでは、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４の
ような液体の場合、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４の液体粒子を容易に微細化できると共に、噴霧し
た微細な液滴径以下の固体粒子を生成することができるため、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４の分解
に要する時間を大幅に短縮することができる。
【００７０】
　また、ＮＨ4Ｃｌ粉末２１をＮＨ4Ｃｌ溶液１４として用いているため、従来のように微
細に粉砕することなく、ペレット状のまま保管し、必要に応じて用いることができる。
【００７１】
　また、ＮＨ4Ｃｌ単体を供給する方が、従来のように、ＮＨ3及びＨＣｌを別々に購入す
る場合より安価であるため、装置の運転費用を抑えることができると共に、設置に要する
設備費用も容易に回収することができる。
【００７２】
　また、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４の濃度に基づいてＮＨ4Ｃｌ粉末２１、水２９の各々の供給量
を調整することができるため、高温排ガス１２のＮＯｘ、Ｈｇの濃度に応じてＮＨ4Ｃｌ
溶液１４の濃度を調整することができる。
【００７３】
　また、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４の液滴から生じたＨＣｌ、ＮＨ3は、図１に示すように、高温
排ガス１２に同伴して還元脱硝装置１６に送給される。ＮＨ4Ｃｌが分解して生じたＮＨ3

は、還元脱硝装置１６でＮＯｘの還元脱硝用に用い、ＨＣｌはＨｇの酸化用に用いてＮＯ
x及びＨｇを高温排ガス１２から除去するようにしている。
　即ち、還元脱硝装置１６には、脱硝触媒が充填されている。脱硝触媒上でＮＨ3は下記
式（２）のようにＮＯｘを還元脱硝し、ＨＣｌは下記式（３）のようにＨｇを水銀酸化す
る。
４ＮＯ＋４ＮＨ3＋Ｏ2　→　４Ｎ2＋６Ｈ2Ｏ・・・（２）
Ｈｇ＋１／２Ｏ2＋２ＨＣｌ　→　ＨｇＣｌ2＋Ｈ2Ｏ・・・（３）
【００７４】
　また、図１に示すように、高温排ガス１２は、還元脱硝装置１６において高温排ガス１
２中のＮＯｘの還元とＨｇの酸化がされた後、エアーヒータ１７、集塵器１８を通過して
湿式脱硫装置２０に送給される。また、エアヒータ１７と集塵器１８との間には熱回収器
を設けるようにしてもよい。高温排ガス１２中のＨｇＣｌは、湿式脱硫装置２０において
アルカリ吸収液として用いられる石灰石膏スラリー１９中に吸収され、高温排ガス１２か
ら分離し、除去され、高温排ガス１２は浄化される。浄化された高温排ガスは、浄化ガス
５６として煙突５７から排出される。また、アルカリ吸収液として石灰石膏スラリー１９
を用いているが、高温排ガス１２中のＨｇＣｌを吸収できるものであれば他の溶液もアル
カリ吸収液として用いることができる。
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【００７５】
　また、二流体ノズル３７の下流側であって、還元脱硝装置１６の上流側に、ＮＨ3とＨ
Ｃｌとを混合する混合器を設けるようにしてもよい。混合器としては、例えば、スタティ
ックミキサー等を用いることができる。二流体ノズル３７より噴霧されたＮＨ4Ｃｌ溶液
１４が気化して生じたＮＨ3及びＨＣｌの分散度合いが不十分な場合には、還元脱硝装置
１６の上流側に設けた前記混合器により高温排ガス１２中のＮＨ3及びＨＣｌの分散度合
いの均一化を図ることができる。
【００７６】
　また、二流体ノズル３７の下流側には、二流体ノズル３７より噴霧されたＮＨ4Ｃｌ溶
液１４の流量を計測する流量計６１を設けるようにしてもよい。これにより、二流体ノズ
ル３７より噴霧されるＮＨ4Ｃｌ溶液１４の流量を測定するようにする。また、煙道１３
内の高温排ガス１２の流速を測定することもできる。
【００７７】
　また、還元脱硝装置１６の入口側および出口側には、ＮＯｘ濃度計６２－１、６２－２
が設けられている。ＮＯｘ濃度計６２－１、６２－２で測定された高温排ガス１２中のＮ
Ｏｘ濃度の値から還元脱硝装置１６におけるＮＯｘの還元割合を確認することができる。
よって、ＮＯｘ濃度計６２－１、６２－２で測定された高温排ガス１２中のＮＯｘ濃度の
値からＮＨ4Ｃｌ溶液１４のＮＨ4Ｃｌ濃度、供給流量を制御することで、二流体ノズル３
７から噴霧されるＮＨ4Ｃｌ溶液１４のＮＨ4Ｃｌ濃度を所定の脱硝性能を満足するように
することができる。
【００７８】
　また、還元脱硝装置１６から排出される処理ガス中のＨｇ含有量を測定する水銀（Ｈｇ
）濃度計６３と、集塵器１８から排出され、湿式脱硫装置２０に供給される高温排ガス１
２中のＨＣｌ含有量を測定する塩化水素（ＨＣｌ）濃度計６４と、が設けられている。尚
、Ｈｇ濃度計６３は湿式脱硫装置２０の後流側に設け、湿式脱硫装置２０から排出される
処理ガス中の水銀（Ｈｇ）含有量を測定するようにしてもよい。
【００７９】
　Ｈｇ濃度計６３及びＨＣｌ濃度計６４で測定された高温排ガス１２中のＨＣｌ濃度、Ｈ
ｇ濃度の値から還元脱硝装置１６におけるＨｇの酸化割合を確認することができる。Ｈｇ
濃度計６３、ＨＣｌ濃度計６４で測定された高温排ガス１２中のＨｇ濃度の値からＮＨ4

Ｃｌ溶液１４のＮＨ4Ｃｌ濃度、供給流量を制御することで、二流体ノズル３７から噴霧
されるＮＨ4Ｃｌ溶液１４のＮＨ4Ｃｌ濃度、供給流量を所定の脱硝性能を満足すると共に
、Ｈｇの酸化性能を維持するようにしている。
【００８０】
　また、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４の添加量の制御は、還元脱硝装置１６の出口での水銀酸化率(
Ｈｇ2+/ＨｇT)が９０％以上、又は酸化水銀濃度(Ｈｇ2+)を１μｇ／Ｎｍ3以下となるよう
にする。なお、ＨｇTとは、全水銀濃度をいい、下記式（４）のように金属水銀濃度（Ｈ
ｇ0）と酸化水銀濃度（Ｈｇ2+）との和で表される。
ＨｇT＝Ｈｇ0＋Ｈｇ2+・・・（４）
【００８１】
　また、ボイラ１１で使用される石炭の石炭性状から高温排ガス１２中に含まれるＮＯｘ
、Ｈｇの各々の含有量を求め、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４の供給量を決定するようにしてもよい
。即ち、ボイラ１１で石炭性状が燃焼することで高温排ガス１２中に含まれるＮＯｘ、Ｈ
ｇの各々の含有量が求められる。そして、ボイラ１１で石炭の燃焼を最大にすることで、
ＮＯｘ、Ｈｇが高温排ガス１２に含まれる最大量をボイラ１１の燃焼量から求めることが
できる。よって、ボイラ１１で使用される石炭の石炭性状から高温排ガス１２中に含まれ
るＮＯｘ、Ｈｇの各々の含有量を求め、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４の供給量を決定することがで
きる。
【００８２】
　また、後述のように、煙道１３中にＮＨ3、ＨＣｌを供給する設備が設けられている場
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合、ボイラ１１で使用される石炭の石炭性状から高温排ガス１２中に含まれるＮＯｘ、Ｈ
ｇ、ＨＣｌの各々の含有量を求め、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４、ＮＨ3、ＨＣｌの各々の供給量を
決定することもできる。
【００８３】
＜ＮＨ3、ＨＣｌを供給する設備が設けられている水銀除去システムの構成＞
　また、図７は、本実施例に係る水銀除去システムの他の構成を示す図である。
　図７に示すように、本実施例に係る水銀除去システム１０Ａは、ＮＨ4Ｃｌ供給部１５
Ａと還元脱硝装置１６との間に煙道１３中にＮＨ3を供給するＮＨ3供給部７１と、煙道１
３中にＨＣｌを供給するＨＣｌ供給部７２を設けるようにしてもよい。ボイラ１１等の燃
焼設備から排出される高温排ガス１２中のＮＯｘ及びＨｇの濃度のバランスが通常よりも
異なるような場合には、煙道１３中にＨＣｌ又はＮＨ3の必要量を調整して供給すること
ができる。
【００８４】
　また、煙道１３にＮＨ3を噴霧するＮＨ3供給部７１を有する場合、ＮＨ3供給部７１よ
り供給されるＮＨ3の供給量も窒素酸化物（ＮＯｘ）濃度計６２－１、６２－２の値を用
いて制御する。
【００８５】
　また、ＮＨ3供給部７１が、例えば煙道１３に既設の設備等である場合、必要なＨＣｌ
量が必要なＮＨ3量よりも少ない場合、ＨＣｌの必要量までＮＨ4Ｃｌ溶液１４を供給し、
ＨＣｌの必要量以上の場合にはＮＨ3を添加するようにする。
【００８６】
　煙道１３内のＮＨ3濃度、ＨＣｌ濃度は、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４から解離されるＮＨ3と、
添加するＮＨ3とを併せて、上述と同様に、ＮＨ3／ＮＯｘモル比が要求脱硝性能に応じて
１以下の値となるように制御する。
【００８７】
　また、還元脱硝装置１６の後流に設置したＨｇ濃度計６３、ＨＣｌ濃度計６４により、
高温排ガス１２中のＨｇ濃度、ＨＣｌ濃度を測定し、還元脱硝装置１６におけるＨｇの酸
化割合を確認する。ＨＣｌ供給部７２により供給されるＨＣｌの供給量もＨｇ濃度計６３
、ＨＣｌ濃度計６４の値を用いて制御する。
　また、ＨＣｌ添加量は、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４から解離されるＨＣｌと、ＨＣｌ供給部７
２より添加するＨＣｌとを併せて、上述と同様に、還元脱硝装置１６の出口での水銀酸化
率(Ｈｇ2+/ＨｇT)が９０％以上、又は酸化水銀濃度(Ｈｇ2+)を１μｇ／Ｎｍ3以下となる
ようにする。
【００８８】
＜ＮＯｘ、Ｈｇの濃度が異なる場合＞
　また、ボイラ１１等の燃焼設備から排出される高温排ガス１２中のＮＯｘ及びＨｇの濃
度のバランスが通常よりも異なるような場合には、これに対応するように、煙道１３中に
ＨＣｌ又はＮＨ3を必要量供給することにより対応することができる。
　即ち、Ｈｇを酸化するために必要とするＨＣｌ濃度とＮＯｘを還元するために必要とす
るＮＨ3濃度が異なる場合、ＨＣｌ、ＮＨ3の何れか一方の必要な方を供給するようにする
。
【００８９】
　例えば、Ｈｇを酸化するために必要とするＨＣｌの方が、ＮＯｘを還元するために必要
とするＮＨ3よりも多い場合、ＨＣｌが不足していることになる。この場合、図７に示す
ように、煙道１３内にＨＣｌ供給部７２よりＨＣｌを供給すると共に、二流体ノズル３７
よりＮＨ4Ｃｌ溶液１４を噴霧する。
【００９０】
　また、Ｈｇを酸化するために必要とするＨＣｌの方が、ＮＯｘを還元するために必要な
ＮＨ3よりも少ない場合、ＮＨ3が不足していることになる。この場合、図７に示すように
、煙道１３内にＮＨ3供給部７１よりＮＨ3を供給すると共に、二流体ノズル３７よりＮＨ
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4Ｃｌ溶液１４を噴霧するようにする。また、ＮＨ3を供給する代わりに尿素（（Ｈ2Ｎ）2

Ｃ＝Ｏ）を噴霧するようにしてもよい。
【００９１】
　ＨＣｌ供給部７２よりＨＣｌを供給する位置、ＮＨ3供給部７１よりＮＨ3を供給する位
置、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４を噴霧する二流体ノズル３７の位置の順序は何れも可能であるが
、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４を噴霧する位置は、ＮＨ3、ＨＣｌを供給する位置よりも上流側とす
るのが好ましい。これは、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４は、ＮＨ3、ＨＣｌよりも蒸発して気化する
のに時間がかかるためである。
【００９２】
　そのため、例えば、ＨＣｌ、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４を煙道１３内に供給する場合、上流側
から二流体ノズル３７でＮＨ4Ｃｌ溶液１４を噴霧した後、ＨＣｌ供給部７１よりＨＣｌ
を噴霧するのが好ましい。
【００９３】
　または、ＮＨ3、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４を煙道１３内に供給する場合、上流側から二流体ノ
ズル３７でＮＨ4Ｃｌ溶液１４を供給した後、ＮＨ3供給部７１よりＮＨ3あるいは尿素を
噴霧するのが好ましい。
【００９４】
　または、ＨＣｌ、ＮＨ3を煙道１３内に供給する場合、上流側からＨＣｌ供給部７２よ
りＨＣｌを供給した後、ＮＨ3供給部７１よりＮＨ3あるいは尿素を噴霧するのが好ましい
。
【００９５】
　これにより、図７に示すような本実施例に係る水銀除去システム１０Ａでは、別途ＮＨ

3及びＨＣｌの供給を行なうようにしているので、高温排ガス１２中のＮＯｘ又はＨｇ濃
度の変動が生じるような場合においても適切な対応が可能となる。
【００９６】
　また、本実施例に係る水銀除去システム１０Ａにおいては、還元酸化助剤として、ＮＨ

4Ｃｌを用いているが、ＮＨ4Ｃｌ以外の臭化アンモニウム（ＮＨ4Ｂｒ）、ヨウ化アンモ
ニウム（ＮＨ4Ｉ）などのハロゲン化アンモニウムを還元酸化助剤として用い、水に溶解
した溶液を用いてもよい。
【００９７】
　また、本実施例に係る水銀除去システム１０Ａにおいては、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４に、還
元剤を含んだ溶液、水銀塩素化剤を含んだ溶液の何れか一方又は両方を混合して用いても
よい。ＮＨ4Ｃｌ溶液１４と、還元剤としてアンモニア（ＮＨ3）を溶解したアンモニウム
（ＮＨ3）溶液と、水銀塩素化剤として塩化水素（ＨＣｌ）を溶解した塩化水素（ＨＣｌ
）溶液とを混合した混合液を用いた構成を図８に示す。
【００９８】
　図８に示すように、本実施例に係る水銀除去システム１０Ａは、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４と
、ＮＨ3溶液８１と、ＨＣｌ溶液８２とを混合した混合液８３を二流体ノズル３７より煙
道１３内に噴霧するようにしたものである。ＮＨ4Ｃｌ溶解タンク２７中のＮＨ4Ｃｌ溶液
１４と、アンモニア（ＮＨ3）溶解タンク８４中のＮＨ3溶液８１と、塩化水素（ＨＣｌ）
溶解タンク８５中のＨＣｌ溶液８２とを混合液タンク８６に各々供給し、混合液タンク８
６内において混合する。得られた混合液８３を二流体ノズル３７に送給し、二流体ノズル
３７より煙道１３内に噴霧するようにする。これにより、別途ＮＨ3及びＨＣｌを供給す
ることができるため、高温排ガス１２中のＮＯｘ又はＨｇ濃度に応じて適切な対応が可能
となる。また、ＮＨ3溶解タンク８４、ＨＣｌ溶解タンク８５には、攪拌器３０－３、３
０－４が設けられ、ＮＨ3溶解タンク８４内でＮＨ3溶液８１のＮＨ3濃度が均一になるよ
うにし、ＨＣｌ溶解タンク８５内でＨＣｌ溶液８２のＨＣｌ濃度が均一になるようにして
いる。
【００９９】
　また、還元剤として、ＮＨ3を用いているが、尿素（（Ｈ2Ｎ）2Ｃ＝Ｏ）など還元作用
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を有するものを還元剤として用い、水に溶解した溶液を用いてもよい。また、ＮＨ4Ｃｌ
溶液１４を調整する際、ＮＨ4Ｃｌ粉末３１の他に、尿素（（Ｈ2Ｎ）2Ｃ＝Ｏ）を混合し
て水３９に溶解させ、ＮＨ4Ｃｌ粉末３１と尿素とを混合した水溶液を用いてもよい。ボ
イラ設備においては、ＮＯｘ濃度が変動するため、そのような場合には、ＮＨ4Ｃｌと共
に尿素を添加してＮＨ3の供給量を増大させるようにしてもよい。
　また、水銀塩素化剤として、ＨＣｌを用いているが、ＨＣｌ以外の臭化水素（ＨＢｒ）
、ヨウ化水素（ＨＩ）などのハロゲン化水素を水銀塩素化剤として用い、水に溶解した溶
液を用いてもよい。
【０１００】
　このように、本実施例に係る水銀除去システム１０Ａによれば、煙道１３中の還元脱硝
装置１６の上流側に常温常圧で非ガス状であるＮＨ4Ｃｌ溶液１４を液体状で噴霧し、噴
霧したＮＨ4Ｃｌ溶液１４を気化し、ＨＣｌ、ＮＨ3に分解することで、脱硝触媒上で高温
排ガス１２中のＨｇを酸化すると共に、ＮＯｘを還元することができる。このため、高温
排ガス１２中のＨｇの除去性能を維持することができる。また、ＨＣｌ気化装置、噴霧グ
リッド、貯蔵タンク等の設備を省略でき、ＮＨ4Ｃｌ粉末２１の取り扱いは容易であると
共に、法規上の許認可費用、安全管理対策にかかる設備費用を大幅に低減することができ
る。更に、ＮＨ4Ｃｌ粉末２１は薬剤費用も安く、高温排ガス１２を熱源として噴霧した
ＮＨ4Ｃｌ溶液１４の液滴から生じるＮＨ4Ｃｌを昇華させるのに用いているため、新たな
昇華設備も不要であり、運転費用を低減させることができる。
【実施例２】
【０１０１】
　本発明による実施例２に係る水銀除去システムについて、図面を参照して説明する。
　図９は、本発明の実施例２に係る水銀除去システムを示す概略図である。なお、実施例
１に係る水銀除去システムの構成と重複する部材については、同一符号を付してその説明
は省略する。
【０１０２】
　図９に示すように、本実施例に係る水銀除去システム１０Ｂは、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４の
ＮＨ4Ｃｌの濃度に応じてＮＨ4Ｃｌ溶解フィードタンク４１からフィードポンプ４２によ
りＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３を流入するＮＨ4Ｃｌ溶液１４の流量をバルブＶ２により調整
する。
【０１０３】
　演算装置３２はＮＨ4Ｃｌ濃度計３１により測定されたＮＨ4Ｃｌ溶液１４の濃度の値に
基づいてＮＨ4Ｃｌ溶液１４の供給速度を算出する。演算装置３２で算出されたＮＨ4Ｃｌ
溶液１４の供給速度をバルブＶ２に伝達し、バルブＶ２の開閉具合を調整することでＮＨ

4Ｃｌ溶液供給管３３を流入するＮＨ4Ｃｌ溶液１４の流量を調整することができる。例え
ば、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４の濃度が２０ｗｔ％程度の時のＮＨ4Ｃｌ溶液１４の流量を基準と
した時、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４の濃度が２０ｗｔ％よりも高い場合には、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４
の流量を少なくし、Ｈ4Ｃｌ溶液１４の濃度が２０ｗｔ％よりも低い場合には、ＮＨ4Ｃｌ
溶液１４の流量を多くする。
【０１０４】
　よって、ＮＨ4Ｃｌ溶解タンク２７中のＮＨ4Ｃｌ溶液１４の濃度に応じてＮＨ4Ｃｌ溶
液１４を適正な流量で二流体ノズル３７から煙道１３内に供給することができる。これに
より、より確実にＮＨ4Ｃｌを気化させることができ、ＮＨ4Ｃｌに起因する粉体の残留等
を確実に防止することができる。
【実施例３】
【０１０５】
　本発明による実施例３に係る水銀除去システムについて、図面を参照して説明する。
　図１０は、本発明の実施例３に係る水銀除去システムを示す概略図である。なお、実施
例１、２に係る水銀除去システムの構成と重複する部材については、同一符号を付してそ
の説明は省略する。
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【０１０６】
　図１０に示すように、本実施例に係る水銀除去システム１０Ｃは、ＮＨ4Ｃｌ溶液１４
のＮＨ4Ｃｌの濃度に応じてサイロ２２内のＮＨ4Ｃｌ粉末２１をＮＨ4Ｃｌ溶解タンク２
７に送給する供給量と、水供給タンク２８よりＮＨ4Ｃｌ溶解タンク２７に送給する水２
９の供給量と、ＮＨ4Ｃｌ溶解フィードタンク４１からフィードポンプ４２によりＮＨ4Ｃ
ｌ溶液供給管３３を流入するＮＨ4Ｃｌ溶液１４の流量と、を調整するものである。
【０１０７】
　演算装置３２がＮＨ4Ｃｌ濃度計３１で測定されたＮＨ4Ｃｌ溶液１４の濃度の値に基づ
いて、高温排ガス１２中のＮＯｘ濃度、Ｈｇ濃度に応じて、フィーダ２５でＮＨ4Ｃｌ溶
解タンク２７内に送給するＮＨ4Ｃｌ粉末２１の供給量と、バルブＶ１でＮＨ4Ｃｌ溶解タ
ンク２７内に送給する水２９の供給量とを調整することによりＮＨ4Ｃｌ溶液１４の濃度
を任意の濃度に調整することができる。また、調整したＮＨ4Ｃｌ溶液１４の濃度に応じ
たＮＨ4Ｃｌ溶液１４の供給速度より、バルブＶ２によりＮＨ4Ｃｌ溶液供給管３３を流入
するＮＨ4Ｃｌ溶液１４の流量を調整することができる。
【０１０８】
　よって、高温排ガス１２中のＮＯｘ濃度、Ｈｇ濃度に応じてＮＨ4Ｃｌ溶液１４の濃度
を任意調整することができると共に、調整したＮＨ4Ｃｌ溶液１４の濃度に応じてＮＨ4Ｃ
ｌ溶液１４を適正な流量として二流体ノズル３７から煙道１３内に供給することができる
。これにより、ボイラ等の燃焼設備から排出される高温排ガス中のＮＯｘ及びＨｇの濃度
に対応させて、高温排ガス１２中にＮＨ4Ｃｌを必要量供給することができるため、より
確実にＮＨ4Ｃｌを気化させることができ、ＮＨ4Ｃｌに起因する粉体の残留等を確実に防
止することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１０９】
　以上のように、本発明に係る水銀除去システムは、ＮＨ4Ｃｌを液体状で煙道内に噴霧
することで、煙道内を通過する高温排ガスにより、噴霧したＮＨ4Ｃｌの微細な液滴から
生じるＮＨ4Ｃｌを気化し、ＨＣｌ、ＮＨ3とにそれぞれ分解することができ、Ｈｇの除去
性能を維持しつつ、運転費用の抑制を図ることができる。
【符号の説明】
【０１１０】
　１０Ａ～１０Ｃ　水銀除去システム
　１１　ボイラ
　１２　高温排ガス
　１３　煙道
　１４　塩化アンモニウム（ＮＨ4Ｃｌ）溶液
　１５　塩化アンモニウム（ＮＨ4Ｃｌ）供給部
　１６　還元脱硝装置
　１７　エアヒータ（ＡＰＨ）
　１８　集塵器
　１９　石灰石膏スラリー
　２０　湿式脱硫装置
　２１　塩化アンモニウム（ＮＨ4Ｃｌ）粉末
　２２　サイロ
　２３　ブロワ
　２４　空気
　２５　フィーダ
　２６　ＮＨ4Ｃｌ粉末送給通路
　２７　ＮＨ4Ｃｌ溶解タンク
　２８　水供給タンク
　２９　水
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　３０－１～３０－４　攪拌器
　３１　塩化アンモニウム（ＮＨ4Ｃｌ）濃度計
　３２　演算装置
　３３　ＮＨ4Ｃｌ溶液供給管
　３４、３８　空気
　３５　噴射孔
　３６　吹込み管
　３７　二流体ノズル
　３９Ａ、３９Ｂ、４０　空気供給管
　４１　ＮＨ4Ｃｌ溶解フィードタンク
　４２　フィードポンプ
　４３－１～４３－３　流量計
　４４　隙間
　４５、４５　空気供給部
　５１、５３　フランジ部
　５２　開口部
　５４　噴射ノズル
　５６　浄化ガス
　５７　煙突
　６１　流量計
　６２－１、６２－２　窒素酸化物（ＮＯｘ）濃度計
　６３　水銀（Ｈｇ）濃度計
　６４　塩化水素（ＨＣｌ）濃度計
　７１　アンモニア（ＮＨ3）供給部
　７２　塩化水素（ＨＣｌ）供給部
　Ｖ１～Ｖ４　バルブ
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